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La Asociación Innovalia se complace en presentar el programa
de Metromeet 2011, la 7ª edición de la Conferencia
Internacional sobre Metrología Industrial Dimensional más
importante de Europa.
Metromeet es un referente internacional. Un evento único
que atrae a los líderes mundiales en el sector de la Metrología
Industrial Dimensional, donde presentarán los últimos
desarrollos digitales y ópticos, software metrológico,
nanotecnología y estándares de calibración. Las entidades
más representativas del sector presentan cada año en
Metromeet los avances más punteros del panorama
metrológico actual.
Metromeet ofrece un Programa completo, atractivo e
interesante, que ayudará a su empresa a mejorar la calidad
y eficacia de sus productos y sus procesos industriales.

  Por que debe
asistir?
Metromeet le ofrece una excelente oportunidad para
aumentar su red de negocios y establecer contacto con
otros profesionales de la industria. Durante los almuerzos,
las presentaciones del Metrolab y la cena de la conferencia
usted tiene la oportunidad de conocer a los ponentes y otros
asistentes. Metromeet le ofrece durante 2 días: 2 Tutoriales,
3 Conferencias y una gran variedad de presentaciones
divididas en 6 tracks.

Lugar de celebracion
Metromeet se celebra anualmente en Bilbao, una ciudad con
una amplia oferta cultural y gastronómica. El Museo
Guggenheim, obra maestra de la arquitectura del siglo XX,
ha convertido a Bilbao en un centro artístico internacional
y el Museo de Bellas Artes de Bilbao posee la segunda mejor
colección de arte clásico en España. Bilbao posee varios de
los mejores restaurantes de la geografía estatal y grandes
chefs de renombre. Su oferta gastronómica ofrece desde
restaurantes premiados o las famosas sidrerías, hasta las
tabernas o bares al aire libre. Usted podrá encontrar un
restaurante de calidad que se adapte a su gusto y
presupuesto.

Metromeet

Innovalia Association is proud to present the Programme of
Metromeet 2011, the 7th edition of the European’s leading
Conference on Industrial Dimensional Metrology.
Metromeet is consolidated as a reference in an industry,
which changes rapidly. This unique event attracts world
leaders in the field of Industrial Dimensional Metrology will
bring you the latest news about digital & optical
developments, metrological software, nano-technology and
calibration standards. The most representative companies
and organisms of the sector present annually in Metromeet,
the state-of-the-art developments in Metrology.

Metromeet offers a complete, interesting and attractive
programme, which will help your company improve the quality
and efficiency of your products and industrial processes.

Observations

(*)”In agreement with Article 5 and concordant with the current Organic Law 15/1999, 13 of December, Protection of Personal Data (BOE, Character data num. 298, of 14-12-1999),
the Innovalia Association, S.A., informs you that an automated file exists with data of a personal character, the purpose of which is to inform you about the activities of a divulgent,
educational or scientific nature carried out by the company that may interest you.

The organisation in charge of this file is Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia., with address in C/Rodríguez Arias, nº6 6º  48008 Bilbao (Vizcaya), VAT G-95210910,
telephone +34 94 480 51 83 and fax +34 94 480 51 84.

In agreement with the law before mentioned, you can any time exercise the rights of access, rectification, cancellation and opposition notifying it writing to the direction before
expressed or the electronic mail".

Registration Process
Please register by Fax, Mail or internet. As soon as
we receive your registration, we will send you a
confirmation. We will send you a confirmation, as
soon as we receive your registration. 

Payment
Payment shall be made by means of a bank transfer,
addressed to Asociación de Empresas Tecnológicas
Innovalia at La Caixa, to account No.
ES24/2100/0732/26/0200711986 indicating your
name and company. Please send proof the voucher
of payment by fax or e-mail.

Fees
- Conferences and Tutorials: 800€
- Only Tutorials: 500€
- Day Ticket: 500€

Fees are subject to 18% VAT for all delegates

Discounts
Register before 15th December 2012 and you will enjoy super early bird discount of
20 %.
If you belong to a ‘special’ group as listed below, you can have discount, and of
course those discounts count all the time.

    · 50% discount for students

    · 20% discount for sponsors

    · 15% discount for supporting exhibitors

    · 10% discount for organisations

These discounts are not cumulative. If you apply more than one discount, only the
biggest one will be taken into account.

Cancellations
All cancelations must be sent on a written format before the 25th of February 2012
and they will be subject to a 10% charge. There will be no refunds after the stated
date.

Proceso de inscripcion
Puede registrarse por Fax, Mail o Internet. Una vez
recibamos la inscripción, le enviaremos la confirmación
de la misma.

Forma de pago
Mediante transferencia bancaria a nombre de
Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia, en
el número de cuenta de La Caixa
2100/0732/26/0200711986, indicando nombre y
empresa. Por favor, envíenos por fax o por e-mail el
justificante de pago.

Precio
- Tutoriales y Conferencias: 800€
- Sólo tutoriales: 500€
- Entrada de un día: 500€

Estos precios no incluyen el 18% de IVA

Descuentos
Inscríbase antes del 15 de diciembre de 2012 y obtendrá un descuento especial
por inscripción anticipada del 20 %.

Si pertenece a algún grupo de los mencionados a continuación, puede obtener
un descuento a lo largo de todo el evento.

    · 50% de descuento para estudiantes

    · 20% de descuento para sponsors

    · 15% de descuento para expositores

    · 10% de descuento para empresas colaboradoras

Los  descuentos no son acumulables. En caso de que corresponda la aplicación
de más de un descuento, se aplicará el mayor.

Cancelaciones
Deberán ser recibidas por escrito antes del 25 de febrero de 2012 y estarán sujetas
a un 10% de penalización. No se harán devoluciones a cancelaciones recibidas
después de esa fecha.

Observaciones

(*) “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y concordantes de la vigente ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº
298, de 14-12-1999), la Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia le informa de que existe un fichero automatizado de carácter personal que tiene como finalidad informar
sobre las actividades de carácter divulgativo, docente o científico de esta empresa que pudieran interesarle.

El responsable de dicho fichero es la dirección de la Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia, con domicilio en C/Rodríguez Arias, nº6 6º  48008 Bilbao (Vizcaya), CIF
G-95210910, teléfono +34 94 480 51 83 y fax +34 94 480 51 84.

De acuerdo con la ley antes citada, puede usted ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, notificándolo por escrito a la
dirección antes expresada o al correo electrónico”.

Why should you
attend?
Attending to Metromeet will give you an excellent
opportunity to increase your business network and
establish contact with other professionals of the industry.
During network lunches, Metrolab presentations and the
conference dinner you have the opportunity to have a
chat with the speakers and other delegates. The International
Conference offers you during 2 days: 2 Tutorials, 3
Keynotes and a wide variety of presentations divided
over 6 dynamic Tracks.

Venue
Metromeet yearly takes place in the beautiful city Bilbao.
Bilbao is a city with a wide cultural and gastronomic offer:
The Guggenheim Museum, a 20th century architecture
masterpiece, was opened in 1997 and has turned Bilbao into
an international artistic centre and the Fine Arts Museum
of Bilbao which owns the second best classical art collection
in Spain. Bilbao is home to the best Basque restaurants
and chefs. Its restaurants range between the awarded
restaurants and the cider houses, taverns, outdoor bars. You
will surely find a quality restaurant that fits your taste and
budget.



A3 · 1 Room A3 · 2 Room A3 · 1 Room A3 · 2 Room
Registration + Coffee08:30 - 09:00

Keynote12:30 - 13:30

Present and future of image sensors. (How megapixel sensor technology can help optical metrology)
Martin Wäny - AWAIBA (Portugal)

Coffee Break + MetroLab11:15 - 12:00

Lunch13:30 - 15:00

15:00 - 17:15

Opening12:00 - 12:30

Keynote14:30 - 15:30

Keynote09:00 - 10:00

Contact or non-contact, that is the question?
Prof. Richard Leach - National Physical Laboratory  (UK)

Coffee Break + MetroLab10:00 - 10:45

Forensic Applications, Tips, Tricks and Examples
Gerd Schwaderer - Geomagic GmbH (Germany)

Data fusion techniques in Dimensional Metrology
Maryna Galovska - Institute of Production Metrology
IPROM (Germany)

Lunch13:00 - 14:30

Trends and challenges in low uncertainty calibration
of 3D nano-metrology instrumentation
Felipe Pereda - Unimetrik (Spain)

Track 3 + Optical Metrology

Tutorial 109:00 - 11:15

Integrating Metrology in the Digital Enterprise: how
to improve information sharing and cooperation
Antonio Ventura-Traveset - Datapixel (Spain)

15:00 - 15:45

15:45 - 16:30
Integration of automated metrology in complex
machining operation
Félix-Étienne Delorme, B. Ing. - Pratt & Whitney
Canada Corp. (Canada)

16:30 - 17:15

HCF Extraction of Thin Films and Interfacial Surfaces
from SWLI: A Review
Daniel Mansfield - Taylor Hobson Ltd. (UK)

15:30 - 16:15
Track 6 + Calibration & Verification

Track 2 + Metrological Software

Optical Metrology Challenges & Solutions for Surface
Inspection of Large Parts
Dr. Oscar Lázaro - Asociación Innovalia (Spain)

Evaluation of an optical multi-sensor-measuring
method for in-line measurement of extruded profiles
Johannes Bernstein - University Erlangen-
Nüremberg (Germany)

16:15 - 17:00

Metrological performance of optical coordinate
measuring machines under industrial conditions
Simone Carmignato - Universitá de Padova (Italy)

Round Table + Closing17:45 - 18:15

Farewell Cocktail18:15 - 19:00

* Simultaneous translation of all presentations will be made available to all attendees.
  Todas las presentaciones tendrán traducción simultánea.

* The organization reserves the right to reschedule, add or cancel presentations.
   La organización se reserva el derecho a modificar horarios, añadir o cancelar presentaciones.

10:45 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15 - 13:00

15:00 - 15:45

15:45 - 16:30

Conference Banquet20:30 - 23:00

Trends in Metrological Software
Michael Scheffler - Vosseler GmbH (Germany)

17:00 - 17:45

16:30 - 17:15
Measurement and traceability of the profil of
camshafts – Development and test of a new
calibration
Raimund Volk - Jenoptik (Germany)

Fabry-Perot Interferometry for Displacement Measurement and Optical Cooling
Dr. John Lawall - NIST (USA)

Track 1 + Industrial Metrology

17:15 - 18:00
Pending Title
Rafal Ogieglo - MAGNA Formpol Sp. (Poland)

Tutorial 2
Different approaches to overcome existing limits
in optical micro- and nanometrology
Prof. Wolfgang Osten - ITO-University of Stuttgart
(Germany)

Dimensional Inspection Planning and execution
using QIF standard interfaces
William G. Rippey - NIST (USA)

17:15 - 18:00 Automating the Lab - Vision technology based
automation increase the productivity of calibration
laboratory 
Josep María Cuscó - Datapixel (Spain)

Track 4 + Nano & Micrometrology

New Developments in Micro-Probes, a Comparison
Study
Borja de la Maza - Innovalia Metrology (Spain)

Point cloud processing and feature extraction for
3D-SEM metrology
Lorenzo Carli - DTU Mechanical Engineering
(Denmark)

Optical and Acoustic Metrologies for Nanoimprint
Lithography Production
Dr. Timothy Kehoe - Institut Català de
Nanotecnologia - Universidad de Barcelona (Spain)

10:45 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15 - 13:00

Fully Automated 3D Metrology and Failure Analysis
with High Resolution Computed Tomography
Jens Lübbehüsen - GE Sensing & Inspection
Technologies GmbH (Germany)

15:30 - 16:15

16:15 - 17:00
Compact, nanometer resolution, fiber-optic encoder:
a new product
Joe Tobiason - MicroEncoder-Mitutoyo (USA)

17:00 - 17:45

Track 5 + Metrology Solutions

Measurement of surface texture, form and part
dimension using a high speed profilometry head
attached to a CMM
Dr. Marcin Bauza - InsituTec Inc. (USA)

Pending Title
Erik de Groot - VSL (The Netherlands)

March 31 Marzo April 1 Abril
Sala A3·1 Room Sala A3·2 Room Sala A3·1 Room Sala A3·2 Room



Tutorials

Antonio Ventura-Traveset graduated as a telecommunications
Engineer (option: Electronics) at the Polytechnic University of
Catalonia (UPC), Spain. Mr Ventura-Traveset is founder and
General Manager of DATAPIXEL in Spain. He is a member of the
Executive Committee of the European Machine Vision
Association (EMVA) and of some international committees
working on standards, one of them is the OSIS committee (Optical
Sensor Interface Standard) of the ia.cmm.

Antonio Ventura-Traveset es Ingeniero Superior de
Telecomunicaciones, especialidad en Electrónica. Es fundador
y Director General de DATAPIXEL en España. Además, es miembro
del Comité Ejecutivo de la European Machine Vision Association
(EMVA). Miembro de varios comités internacionales de
estándares, incluyendo el comité OSIS (Optical Sensor Interface
Standard) de la ia.cmm.

Wolfgang Osten received the BSc from the Friedrich-Schiller-
University Jena in 1979. In 1983 he received the PhD degree
from the Martin-Luther-University Halle-Wittenberg for his
thesis in the field of holographic interferometry. Since September
2002 he has been a full professor at the University of Stuttgart
and director of the Institute for Applied Optics. His research
work is focused on new concepts for industrial inspection and
metrology by combining modern principles of optical metrology,
sensor technology and image processing.

Wolfgang Osten obtuvo su licenciatura por la Universidad
Friedrich-Schiller en 1979. En 1983 se doctoró en la Universidad
Martin-Luther-University Halle-Wittenberg con una tesis
vinculada al ámbito del interferómetro holográfico. Desde
septiembre de 2002 ha sido profesor en la Universidad de
Stuttgart y director del Instituto para Óptica Aplicada. Su trabajo
de investigación se centra en los nuevos conceptos para la
inspección industrial y la metrología, combinando los principios
modernos de la metrología óptica, tecnología de sensores y
procesado de imágenes.

Antonio Ventura-Traveset
Datapixel (Spain)

Prof. Wolfgang Osten
 ITO-University of Stuttgart (Germany)

Integrating Metrology in the Digital Enterprise:
how to improve information sharing and
cooperation

Different approaches to overcome existing limits
in optical micro- and nanometrology

Keynotes

After receiving the degree of BS in Physics from Stanford
University, he spent two years teaching mathematics at a high
school in Mali as a Peace Corps volunteer. He then attended
Harvard University, where he received the PhD in physics
studying high-resolution laser spectroscopy and atom optics.
Since 1997 he has been a research physicist at NIST. His current
research involves optical interferometry for a new "calculable
capacitor" at NIST, and optomechanics employing self-assembled
quantum dots and radiation pressure.

Tras haber recibido su licenciatura en Físicas por la Universidad
de Stanford, John Lawall pasó dos años enseñando matemáticas
en un instituto en Mali, como voluntario del Cuerpo de Paz. A
continuación asistió a la Universidad de Harvard, donde obtuvo
su Doctorado en Físicas, estudiando la alta resolución de la
espectoscropia láser y  óptica atómica. Desde 1997, ha formado
parte del NIST como físico investigador. Su investigación actual
está relacionada con la interferometría óptica para un nuevo
“condensador calculable” en el NIST, y optomecánica utilizando
puntos cuánticos autoensamblados y presión de radiación.

Graduated in microelectronics IMT Neuchâtel, in 1997. He worked
on CMOS image sensor at IMEC and joined the CSEM in the field
of digital CMOS image sensors.  In 2001 he co-founded the
Photonfocus AG and in 2004 he founded AWAIBA Lda where
he is CEO. Founding member of the EMVA , where he was a
member of the board of directors until 2008.  He is also a member
SPIE and IEEE.

Licenciado en microlectrónica en IMT Neuchâtel, en 1997. Ha
trabajado en sensores de imagen CMOS en IMEC y se unió al
CSEM (Centro Suizo de Electrónica y Microtécnica) en el ámbito
de sensores de imagen digitales CMOS. En 2001, co-fundó
Photonfocus AG y en 204, fundó AWAIBA Lda, donde ejerce de
Director Ejecutivo. Es miembro fundador de EMVA, donde ocupó
un puesto en la junta de directores hasta 2008. Además, es
miembro de SPIE y de IEEE.

Professor Richard Leach is a Principal Research Scientist in the
Engineering Measurement Division at the National Physical
Laboratory (NPL). He obtained a BSc in Applied Physics from
Kingston University in 1989, an MSc in Measurement Systems
from Brunel University in 1994 and a PhD in Surface Metrology
from University of Warwick in 2000. He has been with NPL since
1990 and has current research interests in surface topography
measurement, micro-coordinate metrology and low force
measurement.

El Profesor Richard Leach es Director Científico de Investigación
en la División de Ingeniería de Medición en el Laboratoio Nacional
de Física (NPL) en Reino Unido. Obtuvo una Licenciatura en
Física Aplicada en la Universidad de Kingston en 1989, un master
en Sistemas de Medición en la Universidad de Brunel en 1994
y un doctorado en Metrología de Superficie en la Universidad
de Warwick en 2000. Ha trabajado para el NPL desde 1990, y
su investigación actual se centra en la medición topográfica de
superficie, metrología coordinada en escala micro y en sistemas
de baja fuerza para medición de precisión.

Martin Wäny
AWAIBA (Portugal)

Fabry-Perot Interferometry for Displacement
Measurement and Optical Cooling

Contact or non-contact, that is the question?

Dr. John Lawall
NIST (USA)

Present and future of image sensors. (How
megapixel sensor technology can help optical
metrology)

Prof. Richard Leach
National Physical Laboratory  (UK)


